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極浅穴の作製は，電子デバイスのプリント基板に応用が期待される．安価なナノ秒レーザーを

用いて，フェムトもしくはピコ秒レーザーで作製した穴と同程度の質の極浅穴 [1,2]を作製するこ

とが可能となれば，応用の幅が広がることが期待される． 

本研究では，ナノ秒レーザーを用いた高品質極浅穴の作成を試みた．ただし，穴の周りのリム

の発生を抑えるために，金属基板上に厚さ数 10 nm程度の同種または異種金属膜を蒸着したもの

をターゲットに用いた．金属膜と金属蒸着膜は金属結合していないため，レーザー照射時には蒸

着金属膜のみが選択的に除去されるだろうというのが我々の予想である． 

研磨 Ni基板上に膜厚~80 nmの Ni膜を蒸着

し，単一ナノ秒レーザーパルス (波長 1064 nm) 

を集光照射した．レーザー加工痕が互いに影響

しないようにレーザー走査速度と繰り返し周

波数を調整し，フルエンスを変化させて単一レ

ーザーパルス加工を行い，穴の深さと直径，お

よび形状を測定した．比較対象として、蒸着

Ni膜のないNi基板をレーザー加工した場合に

ついても測定した．Fig.1 にフルエンスと加工

穴の直径の関係を示す．ごく低いフルエンス

(1~2.5 J/cm2付近)では膜の有無によって穴の生

成有無が異なっており，これよりレーザー加工

に必要なフルエンス閾値は，Ni基板 + Ni膜 < 

Ni 基板であることがわかる．膜有および膜無

基板を用い，レーザー加工で作成した穴の径が

ほぼ同等になる条件において，穴の断面を比較

したのが Fig.2である．Fig.2から明らかなよう

に，膜有基板を用いると，ナノ秒レーザーでも

リムがほとんどない高品質な極浅穴を作製できることがわかった．講演では穴加工に加えてライ

ン加工を行った結果も報告する予定である． 
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Fig.1. Change of the diameter of fabricated holes 

on the Ni substrates with and without Ni films as 

a function of laser fluence. 

Fig.2. Comparison of the cross-sectional shapes of 

holes with a diameter of 40 µm fabricated on Ni 

substrates with and without Ni films. 
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